
高精度多層膜フィルタ
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【成膜例】

【成膜プロセスの特徴】

by ion-beam sputtering (IBS)

反
射
率（
％
）

透
過
率（
％
）

透
過
率（
％
）

G
D
D
(fs

2 )

反
射
率（
%
）

イオンビームでターゲット材料をスパッタリングし、基板上に膜を堆積します。
平滑な表面を保って膜成長するため、多層膜化に優れています。

この特長を活かして、最先端技術分野で要求される高精度のフィルタをご提供致します。

応用分野 ： レーザー、蛍光分析、ウルトラファーストオプティクス、
　　　　   リングジャイロ、キャビティリングダウン測定 など
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